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[背景] 極端紫外線（EUV）リソグラフィーにおいて、露光波長は 13.5 nm と短い。そのためマス

ク基板上の 1 nm 程度の凹凸も位相欠陥として転写されてしまう。近年、位相欠陥周辺の吸収体パ

タン形状を加工することで、欠陥を転写されなくする技術が開発されている。その際重要となる

のが位相欠陥の形状や転写特性の情報である。そこで、我々は欠陥の特性評価を目的にマイクロ

コヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡（Micro CSM）を開発している。Micro CSM では、サブ

マイクロメータに集光したコヒーレント EUV 光を欠陥に照射し、欠陥からの回折光を CCD カメ

ラにて直接記録する。回折光を解析することで、位相欠陥の形状や転写特性を評価する。 

[実験] ニュースバル放射光施設 BL-10 に設置した Micro CSM の構成を Fig. 1 に示す。集光素子

には軸外しタイプの Fresnel Zone Plate（FZP）を用いる。観察波長は 13.5 nm で、FZP の開口数は

0.08、CCD カメラの取り込む開口数は最大 0.27 である。マスク面上の集光サイズはφ200 nm（半

値幅）であった。ガラス基板上に 70 nm~420 nm 角サイズのバンプを形成し、プログラム位相欠陥

とした EUV マスクを測定サンプルとした。 

[結果] 70 nm サイズの欠陥の観察結果を Fig. 2 に示す。Fig. 2(a)はマスク上の欠陥のない部分で

の観察結果で、Fig. 2(b)は 70 nm サイズの欠陥の観察結果である。中心部は FZP の瞳形状に対応

した正反射光で、中心部分から広がった部分が欠陥からの回折光の信号である。中心部分の右側

は折り返しミラーの影が映っている。Fig. 2(b)で示すように、70 nm サイズの欠陥からの回折光信

号を非常にはっきりと検出できた。講演では欠陥の特性評価結果についても示す。本研究は NEDO

の支援を受けて行われた。 

Fig. 2 Micro CSM で観察した回折光画像. 照射部は(a)欠陥なし. 

 (b)サイズ 70 nm 高さ 3.5 nm のプログラム位相欠陥. Fig. 1 Micro CSMの構成. 
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